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Opis techniczny przedmiotu zamówienia
System komory rękawicowej typu T-shape z dwiema komorami roboczymi i niezależnymi systemami oczyszczania atmosfery
1. Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest system komory rękawicowej typu T-shape, przeznaczony do pracy w obojętnej atmosferze oraz do zaawansowanych badań nad perowskitowymi, organicznymi i hybrydowymi urządzeniami optoelektronicznymi, z możliwością integracji z systemem termicznego napylania w przyszłości.
Komora musi umożliwiać nieprzerwaną pracę w atmosferze wysokiej czystości (N₂ lub Ar), zapewniając stabilne i powtarzalne warunki środowiskowe podczas procesowania materiałów wrażliwych na tlen i wilgoć.
2. Architektura systemu
· Konfiguracja: system typu T-shape składający się z dwóch głównych komór rękawicowych połączonych centralnym modułem serwisowym.
· Liczba głównych komór: 2
· Tryb pracy: komory połączone, lecz działające niezależnie
· Materiał konstrukcyjny: stal nierdzewna, min. AISI 304
· Okno frontowe: szkło bezpieczne, antystatyczne, odporne chemicznie, o konstrukcji pochylonej
3. Wymiary (geometria referencyjna)
Komora główna A (wielostanowiskowa – 3 pary rękawic):
· długość: ok. 2720 ± 100  mm
· głębokość: ok. 750 ± 50   mm
· wysokość: ok. 900 ± 50   mm
Komora główna B (jednostanowiskowa – 1 para rękawic):
· długość: ok. 1220 ± 50  mm
· głębokość: ok. 750 ± 50  mm
· wysokość: ok. 900 ± 50  mm
Układ całkowity: konfiguracja T-shape z centralnym modułem serwisowym.
Dopuszczalne są niewielkie odchylenia wymiarów, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności systemu oraz jego zgodności z układem T-shape.
4. Śluzy (przedkomory)
Duża śluza typu T:
· średnica: ok. 360 ± 50   mm
· długość: ok. 600–700 ± 30  mm
Mała śluza typu T:
· średnica: ok. 150 ± 20  mm
· długość: ok. 600–700 ± 30 mm
Dwie śluzy boczne (po jednej z każdej strony systemu):
· średnica: ok. 150 ± 20 mm
· długość: ok. 300 ± 30 mm
Każda śluza musi mieć możliwość niezależnego uszczelniania oraz kontroli ciśnienia.
5. System oczyszczania gazu (wymóg krytyczny)
5.1. Architektura
· Dwa całkowicie niezależne systemy oczyszczania atmosfery
· Jeden system oczyszczania przypisany do każdej komory
· Niezależne pętle cyrkulacji
· Niezależna regeneracja
· Niedopuszczalne są rozwiązania oparte na wspólnym lub rozgałęzionym systemie oczyszczania.
5.2. Medium oczyszczające (na każdą jednostkę)
· Katalizator do usuwania tlenu na bazie miedzi: ≥ 5 kg
· Adsorbent wilgoci typu „molecular sieve”: ≥ 5 kg
Minimalna pojemność adsorpcyjna:
· Tlen: ≥ 45–60 L O₂
· Wilgoć: ≥ 1,75–2,0 kg H₂O
5.3. Wymagania wydajnościowe
· Gwarantowana praca ustalona:
· poziom O₂ ≤ 0,1 ppm
· poziom H₂O ≤ 0,1 ppm
· Wymagania muszą być spełnione bez aktywnej regeneracji, przy zamkniętym obiegu atmosfery.
5.4. Regeneracja
· W pełni automatyczna, sterowana poprzez PLC
· Gaz regeneracyjny: mieszanina gazu inertnego z 5–10% H₂
· Regeneracja jednego systemu nie może powodować przerwania pracy drugiej komory.
6. Cyrkulacja i kontrola atmosfery
· Zmiennoobrotowy wentylator cyrkulacyjny dla każdej komory
· Automatyczne sterowanie przepływem na podstawie poziomu O₂/H₂O
· Tryb niskiego przepływu dla stabilizacji przy poziomach < 1 ppm
· Systemy zabezpieczeń przed nad- i podciśnieniem
Kontrola temperatury – wymóg krytyczny:
Komora jednostanowiskowa (ok. 1220 mm długości), przeznaczona do procesów perowskitowych, musi być wyposażona w przemysłową klimatyzację / system kontroli temperatury montowany bezpośrednio na tej komorze.
· Zakres pracy: ok. 18–26 °C
· Stabilność: ±1–2 °C
· System musi być w pełni kompatybilny z pracą w atmosferze ultra-czystej.
7. Zarządzanie rozpuszczalnikami organicznymi
· Dedykowany moduł adsorpcji rozpuszczalników w pętli cyrkulacji
· Adsorber szybko wymienny (quick-change), umożliwiający wymianę bez kontaktu atmosfery z powietrzem
· System chroniący główne medium oczyszczające przed zanieczyszczeniem rozpuszczalnikami
· Przeznaczony do usuwania lotnych związków organicznych i zapobiegania degradacji głównego systemu oczyszczania
8. Czujniki i monitoring
· Analizator tlenu renomowanego producenta (np. VTI, Systech lub równoważny), technologia oparta o ZrO₂ lub równoważna
· Analizator wilgoci renomowanego producenta (np. VTI, Systech lub równoważny), technologia oparta o P₂O₅ lub równoważna
· Rozdzielczość i dokładność: ≤ 0,1 ppm
· Ciągły pomiar w czasie rzeczywistym dla każdej komory
9. System sterowania
· Sterownik PLC producenta klasy przemysłowej (np. Siemens, Schneider lub równoważny)
· Kolorowy panel dotykowy HMI
· Zautomatyzowane funkcje: oczyszczanie, cyrkulacja, regeneracja, kontrola ciśnienia
· Rejestracja danych i funkcja alarmów
· Kontrola dostępu użytkownika (hasła)
10. Interfejsy i przyłącza
· Przepusty elektryczne (min. 220 V)
· Kilka wolnych portów KF/DN dla przyszłej integracji
· Wloty i wyloty gazu z zaworami wysokiej czystości
· Zintegrowany kolektor zaworów do pracy z gazami obojętnymi
· Pompa próżniowa renomowanego producenta (np. Edwards, Leybold, Pfeiffer lub równoważna), odporna na długotrwałą pracę
· Przygotowanie do integracji z systemem termicznego napylania
11. Bezpieczeństwo i zgodność
· Zabezpieczenia ciśnieniowe
· Zawór awaryjnego upustu ciśnienia
· Zgodność z odpowiednimi normami ISO i standardami bezpieczeństwa laboratoryjnego
12. Dostawa, logistyka i dokumentacja
· Dostawa typu „door-to-door” na adres użytkownika końcowego: Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
· Kompletny zestaw: wszystkie moduły komory, systemy oczyszczania, analizatory, elementy sterowania i akcesoria
· Pełna koordynacja międzynarodowego transportu po stronie dostawcy
· Dokumentacja techniczna w języku polskim lub  angielskim
· Instalacja i uruchomienie przez użytkownika przy zdalnym wsparciu technicznym Wykonawcy. W przypadku braku możliwości instalacji i uruchomienia aparatury zdalnie przez użytkownika, Wykonawca zainstaluje i uruchomi aparaturę w miejscu jego dostawy
· Gwarancja min. 12 miesięcy
· Termin realizacji – max 120 dni

13. Uwagi dotyczące oceny ofert
Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze technicznie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów krytycznych.


